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烏克蘭科學院材料科學所

高熔點無氧化合物薄膜

烏克蘭科學院材料科學所研發了鹼土金屬及稀土金屬的硼相薄膜製作技術，以及其他高熔點無氧化合物（如過渡金屬的硼化物、碳化物、矽化物）的硼相薄膜。

冷凝物的結晶度可能從無定形（非晶形）狀態到單晶層結構，取決於製造過程的條件。

上述材料的薄膜的孔隙度為零，它的厚度可以做成數十個奈米到數千個奈米。它的底層可以使用任何熔點或昇華溫度（真空中）超過攝氏５００度的基質，基質的表面光潔度必須在１０～１４級。比方說，可以用晶體矽（glass ceramic）藍寶石、石英、玻璃等介電質底層；矽、鍺、砷化鎵、磷化鎵等半導體；或是任何金屬，只要它的表面符合上述條件即可。

鹼土金屬與稀土金屬的硼化物具有特殊的性質，它們的電特性與光學參數變化範圍非常地廣，它們的化合物可能具有金屬般的導電性（大部分的硼化物），也可能像半導體一樣（如二價鹼土金屬與稀土金屬的硼化物）具有非常寬的能帶隙（ΔＥｇ≧２電子伏特）。

因為這個原因，這些材料的薄膜具有非常廣泛的應用，可以用來製作電阻覆層、也可以在微電子電路中製作平面的半導體結構。

跟其他類似用途的材料比較起來，硼化物的抗氧化能力高得多，甚至在高溫（≧６００°Ｃ）下也不易氧化。此外，硼化物的高機械強度讓它具有保護的功能（例如在高磨蝕、高衝擊負載的條件之下）。

此外，硼相薄膜也可以製作選擇性光學覆層（selective optical coating），在頻譜上很大的範圍內都有良好的特性。例如製作紅外線反射覆層，能夠反射９０％的入射波（ＬａＢ６，ＥｒＢ１２），製作近紅外線區的濾波器（鹼土金屬硼化物）等等。

許多硼化物與碳化物有很高的熱輻射特性（thermoemission characteristics），最好的例子是六硼化鑭，它已經廣泛地用在電子顯微鏡、歐傑能譜儀（Auger spectrometer）中做為陰極元件。ＬａＢ６及類似的化合物可以製作任何形狀的發光元件，同時大幅降低生產過程的成本（降低材料消耗、簡化工作程序）。

許多過渡金屬的硼化物、碳化物、矽化物能夠依照自己的特性“增補”鹼土金屬與稀土金屬的硼化物的性質，使我們可以在很大的範圍內改變、調整薄膜結構的參數。

除了上述各種應用之外，這些化合物的薄膜也可以做為三明治結構（sandwich structure）中不同功能的亞層組合（例如，反擴散層、歐姆接觸、抗氧化層等等）。
